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Urzadzenie do oczyszczania gazdw technicznych,
zw/laszcza argonu z tlenu

Przedmiotem‘wynalazku jest urzadzenie do oczyszczania gazéw technicznych, zwiaszeza argonu z tlenu,
poprzez poddanie ich jonizacji.

Znane urzadzenie do oczyszezania gazéw technicznych z tlenu, stanowi kolumna w ksztakcie walca,
wykonana z metalu lub szkla, ktdrg wypelnia sie substancjami chemicznie czynnymi, puchtaniajacymi tlen. Jako
substancje pochianiajace stosuje sie miedZ aktywowang lub réznego rodzaju sorbenty na przyktad w postaci sit
molekularnych, Urzadzenie jest dodatkowo wyposuzone w stabilizator temperatury, shuzgey do utrzymania
koniecznych warunkéw temperaturowych dla substancii pochtaniajacych, w trakcie prowadzonego procesu.
Stosowanie substancji chemicznie czynivch jako wypelnienia kolumny oczyszezajacej jest niekorzystne z uwagi
na to, Ze wlasnosci sorbeyjne substancii ulegajg z uptywem czasu ostabieniu co z kolei wptywa na obniZenie
efektywnosci prowadzonego procesu oczyszezania gazow oraz na znaczne zanieczyszezenie kolumny. '

Znane jest réwnieZ z polskiego opisu patentowego nr 87203 urzadzenie do oczyszczania gazdw, ktore
sktada sig zrury metalowe], umieszczone] w piecu grzewczym, polaczonej z dodatnim biegunem Zrédia
wysokiego napigcia oraz z elektrody o potencjale ujemnym w postaci preta metalowego, umieszczonego wzdiuz
osi rury, zaopatrzonego w ostone izolacyjng. Na wlocie rury, przez ktérg przeptywa gaz jest osadzona spirala
grzewcza inicjujgca iulatwiajaca jonizacjg, przy czym ostona izolacyjna zasklepiona izaokraglona wswej
koricowej czesci, jest zaopatrzona w nasadke z kolnierzem, w ktdrym wykonane sa otwory, Nasadka z ostona
izolacyjng tworzy szozeling, przez ktérg przeptywa zjonizowany gaz.

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzadzenia, zapewniajacego wysoki stopied oczyszezania
‘gazow technicznych z tlenu, ‘ .

Urzadzenie, wedtug wynalazku, stanowia dwie wspotérodkowo usytuowane kolumny w ksztatcie walcéw,
przy czym réinica pomigdzy $rednicami kolumn nie przekracza 60 mm, za$ wysokos$é kolumn réwna sig co
najmniej dwukrotnej wartodci Srednicy kolumny zewnetrznej. Kolumna zewnegtrzna jest wykonana z dowolnego
metaly, za$ kolumna wewnegtrzna ma powierzchnie pokryta metalem fatwo rozpylajacym sie w procesie
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katodowego rozpylania, Wewnetrzna kolumna potaczona jest z wysokim ujemnym potencjalem zasilacza
wysokiego napigcia, posiadajacego uziemiony biegun dodatni. Kolumna zewngtrzna ma potencjal zerowy.
Kolumny maja z jednego korica kotnierze oraz centrujacy kraZek, wykonany z materiatu izolujacego, zamykajacy
préznioszczelnie obie kolumny, W pobliZu centrujacego krazka, na zewngtrznej kolumnie jest usytuowany wlot
gazu. Z drugiego korca kolumn znajduje sie wylot gazu, zakoriczony kolnierzem z préinioszczelnym
uszczelnieniem. Na powierzchni kolumny zewnetrznej umieszczona jest chlodnica, potaczona z przewodem,
centrycznie usytuowanym w kolumnie wewngtrznej dla przeptywajacego medium chiodzacego.

Zaleta urzadzenia, wedtug wynalazku, jest to, Ze uzyskuje si¢ wysoki stopief oczyszczania gazéw
technicznych z tlenu, przy czym dobre wyniki oczyszczania osiaga sig réwniez w przypadku dtugotrwatej pracy
urzgdzenia. Ponadto dzieki zastosowaniu systemu chlodzenia kolumny zewnetrznej i wewnetrznej uzyskuje sie
stabilng prace urzadzenia. Dodatkowy zalete, stanowig niewielkie rozmiary urzadzenia, dzigki czemu moze by¢
ono bezposrednio dolaczane do prézniowych urzgdzen technologicznych. o

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
urzadzenie w przekroju podtuznym. Urzadzenie ma dwie wspdtérodkowo usytuowane kolumny 1 i 2, w ksztalcie
walcw, przy ¢zym réznica pomigdzy srednicami kolumn 1 i 2 wynosi 60 mm, a wysoko§é kolumn 1 i 2 wynosi
240 mm. Kolumna zewnetrzna 1 wykonana jest ze stali, za§ kolumna wewnetrzna 2 ma powierzchnig¢ pokryta
kadmem. Wewnetrzna kolumna 2 polaczona jest z wysokim ujemnym potencjatem zasilacza 3, posiadajacego
uziemiony biegun dodatni, Kolumna zewnetrzna ! ma potencjat zerowy. Kolumny 1 i 2 majg z jednego konca -
kolnierze 4 oraz wykonany z teflonu centrujagcy krazek 5 z préZnioszczelnym uszezelnieniem, stuZacym do
zamykania kolumn 112, W pobliZu centrujacego krazka 5, na zewnetrznej kolumnie 1 jest usytuowany wlot gazu
6. Z drugiego korica kolumn 1 i2 znajduje sie wylot gazu 7, zakoiczony kolnierzem 8 z préznioszezelnym
uszezelnieniem, Na powierzchni kolumny zewnetrznej 1 unieszczona jest chiodnica 9, potaczor z przewodem
10, centrycznie usytuowanym w kolumnie wewngtrznej 2 dla przepltywajacej wody,

Dziatanie urzadzenia polega na tym, Ze przeznaczony do oczyszczanja z tlenu argon wprowadza sie do
urzgdzenia przez wlot 5, Nastepnie do powierzchni kolumny wewnetrznej 2 przyktada sie wysoki ujemny
potencjat 900 V, ktéry wywoluje powstanie wytadowania jarzeniowego miedzy $ciankami obu kolumn 11i2.
Rozpylony z powierzchni kolumny wewnetrznej 2 kadm wiaze tlen, osadzajac go w postaci warstwy na
wewnetrznej Sciance kolumny 1. Pozbawiony tlenu argon kieruje sie poprzez wylot 7 do urzadzenia
technologicznego, stuzacego do nakiadania warstw péiprzewodnikowych nietlenkowych, polaczonego
z urzadzeniem Oczyszczajacym za pomoca kolnierza 8, posiadajacego uszczelnienie préZniowe. W czasie
prowadzonego procesu oczyszczania argonu z tlenu urzadzenie jest chiodzone woda, przeplywajsca przez
chtodnice 9 i przewdd 10,

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do oczyszczania gazéw technmicznych, zwlaszcza argonu z tlenu, wyposazone w zasilacz
wysokiego napigcia, znamienne tym, Zze ma dwie wspétérodkowo usytuowane kolumny (1) i (2)
w ksztalcie walcdw, o réZnicy srednic nie przekraczajacej 60 mm i wysokosci réwnej co najmniej dwukrotnej
wartosci $rednicy kolumny zewngtrznej (1), przy czym kolumny (1) i (2) maja z jednego korica koinierze (4)
oraz centrujacy krazek (5), zamykajacy préznioszczelnie obie kolumny (1) i (2), wpoblizu ktérego na
zewngtrznej kolumnie (1) jest usytuowany wlot gazu (6), za$ z drugiego korca kolumn (1) i (2) znajduje sie
wylot gazu (7) zakoriczony kotnierzem (8) z préZnioszczelnym uszezelnieniem, przy czym na powierzchni
kolumny (1) umieszczona jest chtodnica (9) potgczona z przewodem (10) centrycznie usytuowanym w kolumnie
wewnetrznej (2), ktérej zewngtrzna powierzchnia pokryta jest materiatem tatwo rozpylajacym sie, ponadto
kolumna (2) potgczona jest z wysokim ujemnym potencjalem zasilacza (3) posiadajacego uziemiony biegun
dodatni, za$ kolumna (1) ma potencijat zerowy.
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